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摘要(译)

本发明的课题在于，提供一种在相变化型超声波造影剂使用时被使用的
超声波照射装置，在相变化用和治疗用时，在超声波照射期间不会产生
干涉。在相变化中使用高频和最大负压大的超声波，在治疗时使用更低
频和最大正压大的超声波。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8e7e6189-8e28-4db6-92f0-ddcd02451f82
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041135059/publication/CN101980667A?q=CN101980667A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101980667A

